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Высокочастотная плазменная обработка при пониженном давлении является эффективным методом модификации натуральных капиллярно-пористых материалов, таких как кожа и мех. В результате плазменной обработки повышаются прочностные характеристики материала, улучшаются эстетические свойства. Характерной особенностью этих материалов является развитая капиллярно-пористая структура.

В экспериментальных исследованиях [1] установлено, что при воздействии высокочастотной (ВЧ) плазмы пониженного давления на капиллярно-пористые волокнистые материалы (кожа, мех) происходит объемная модификация, то есть изменяются свойства не только наружной поверхности образца, но также и внутренней поверхности пор и капилляров.

Физическая модель взаимодействия предполагает следующее. Вследствие колебаний переменного электрического поля плотность поверхностного заряда противоположных сторон образца капиллярно-пористого материала, помещенного в ВЧ плазму пониженного давления, (и соответствующий потенциал, создаваемый этими зарядами) изменяется. Причем это изменение происходит на различных сторонах образца в противофазе. В результате чего внутри образца создается переменное электрическое поле, напряженностью ~ 104-105 В/м, что может быть причиной пробоя газа в порах и капиллярах.
Разработана математическая модель взаимодействия ВЧ плазмы пониженного давления с капиллярно-пористыми материалами. Результаты расчетов по представленной модели подтверждают приведенные оценки напряженности электрического поля в дерме.

Внутри микропор существует газовая среда, основным компонентом которой является используемый плазмообразующий газ – аргон, а материал стенок микропор – коллаген дермы кожного покрова. Так как диэлектрическая проницаемость коллагена 
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, то распределение электрического поля внутри капиллярно-пористого тела сильно неоднородно. В соответствии с законами электрофизики, напряженность электрического поля в порах и капиллярах в 3-9 раз больше, чем в коллагене, то есть составляет величину 
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 В/м. Поэтому напряженности электрического поля внутри капиллярно-пористого тела достаточно для пробоя пористых промежутков.

Внутренняя поверхность пор и капилляров модифицируется в результате рекомбинации на ней ионов, возникающих при пробое пор и капилляров, что обеспечивает объемную обработку кожевенных материалов.

Литература

[1]. Абдуллин И.Ш., Абуталипова Л.Н., Желтухин В.С., Красина И.В. Высокочастотная плазменная обработка в динамическом вакууме капиллярно-пористых материалов. Теория и практика применения. Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2004. – 348 с.

1

_1244687619.unknown

_1258001594.unknown

_1244687489.unknown

